


 
 
 

    

 

 

        Serdecznie zapraszamy na coroczny Bal Kolor ystów. 

 

Impreza odb� dzie si�  17 lutego 2012 r. o godz. 19.30 w Restauracji „SATYNA”, która 
mie� ci si�  w centrum 	odzi - w Domu Technika na Placu Komuny Paryskiej. Gwarantuje-
my szampa� sk�  zabaw�  do bia
ego rana przy porywaj� cej muzyce, wykwintne jad
o i na-
pitki przyrz� dzane wed
ug polskiej tradycji kulinarnej. Ju�  teraz prosimy zarezerwowa�  so-
bie ten wieczór jako dzie�  naszego wspólnego spotkania. Informujemy, � e podobnie jak  

w roku ubieg
ym na ten wyj� tkowy wieczór wszystkie stroje s�  dozwolone.  
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Informacja wst � pna o Seminarium 
 

Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów 
i Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki 

 
uprzejmie informuj� , � e 

 
XXVIII SEMINARIUM 

POLSKICH CHEMIKÓW KOLORYSTÓW 
 

jest planowane w dniach 26 - 28 wrze� nia 2012 r. 
w Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku 

43-370 Szczyrk, ul. Wrzosowa 28A 
 

Uprzejmie prosimy 
o uwzgl� dnienie terminu Seminarium w Pa� stwa planach. 

Szczegó
y podamy w najbli� szym czasie. 
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XXVII Seminarium Polskich Chemików Kolorystów 

Izabela Oleksiewicz 

Instytut W
ókiennictwa 

 

W dniach 12-14 pa� dziernika 2011 r., 

w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym 

„Gwarek” w Ustroniu Jaszowcu, odby
o si�  

XXVII Seminarium Polskich Chemików Kolo-

rystów. Tematem przewodnim spotkania 

by
o has
o „Nowoczesne wyko� czalnictwo 

szans�  dla Polski i Europy”. W tegorocznym 

seminarium wzi� 
o udzia
 oko
o 60 osób.  

 

      Fot. 1. W oczekiwaniu na kolejny referat. 
 
Reprezentowanych by
o 13 przedsi� biorstw 

posiadaj� cych barwiarnie, Politechnika 

	ódzka, 2 instytuty – Instytut W
ókiennictwa 

i Instytut In� ynierii Materia
ów Polimerowych 

i Barwników – i 8 firm oferuj� cych barwniki, 

� rodki chemiczne dla w
ókiennictwa i urz� -

dzenia stosowane w barwiarniach.  Uro-

czystego otwarcia Seminarium dokona
 pre-

zes Stowarzyszenia Polskich Chemików 

Kolorystów dr in� . Bogumi
 Gajdzicki.  

 

              Fot. 2. Kilka s
ów od Prezesa. 
 

Podczas Seminarium wyg
oszono 

11 referatów.  

 

       Fot. 3. Pani Lucyna Bili� ska podczas  

 wyg
aszania referatu. 

Pierwszego dnia zaprezentowano na-

st� puj� ce referaty: 
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„Z dziejów w
ókiennictwa – mi � dzy 

	ódk �  a Jasieniem – czyli opowie ��  

o tym, w jakich okoliczno � ciach 

i dlaczego w 	odzi powsta
 przemys
 

w
ókienniczy?”, J. Szczeci � ski.  Autor 

w bardzo interesuj� cy sposób zapozna
 nas 

z hydrografi�  obszaru 	odzi, a tak � e jej 

wp
ywem na rozwój przemys
u w
ókienni-

czego w 	odzi. Po
o � enie geograficzne 

i obecno��  dwóch rzek mia
a pozytywny 

wp
yw na rozwój przemys
owej 	odzi. Nie-

stety na zawsze zmieni
y si�  losy 	ódki 

i Jasienia. Obie rzeki zosta
y zamienione 

w kana
y i znikn� 
y pod powierzchni�  ulic 

miasta. W artykule przedstawiono wydarze-

nia, które wp
yn� 
y na rozkwit 	odzi przemy-

s
owej, a tak� e opisano pioniersk�  dzia
al-

no��  osób, które w znacz� cy sposób przy-

czyni
y si�  do rozwoju przemys
u w
ókienni-

czego w 	odzi.  

„Barierowe materia
y chroni � ce 

cz
owieka przed szkodliwym dzia
aniem 

� rodowiska – innowacyjne technologie 

opracowane w Instytucie W
ókiennictwa”, 

J. Sójka-Ledakowicz . By
a to prezentacja 

projektów, które s�  prowadzone w Instytucie 

W
ókiennictwa. Wspólnym celem projektów 

jest opracowanie technologii materia
ów, 

które stanowi�  b� d�  skuteczn�  barier�  

w zakresie ochrony cz
owieka przed szko-

dliwym dzia
aniem � rodowiska. Rozwój na-

notechnologii stwarza ogromne mo� liwo� ci 

wytwarzania nowoczesnych, spe
niaj� cych 

wysokie wymagania materia
ów barierowych 

o szerokim zastosowaniu w wielu sektorach 

przemys
u. 

„Nowoczesne sposoby funkcjonali-

zacji wyrobów w
ókienniczych”, 

Z. Grabarczyk.  W referacie przedstawiono 

proces zmi� kczania jako najcz�� ciej stoso-

wanej operacji w wyko� czeniu materia
ów 

dziewiarskich. Dzi� ki niemu wyrób mo� e 

uzyska�  przyjemny, mi� kki chwyt, puszy-

sto�� , lepsz�  g
adko�� , spr�� ysto�� , uk
a-

dalno��  i gi� tko�� . Zaprezentowano tak� e 

charakterystyk�  najcz�� ciej u� ywanych 

zmi� kczaczy. 

„Kosmetotekstylia”, R. Tarwacki, 

Z. Grabarczyk . W referacie przedstawiono 

nowoczesne wyko� czenia, dla których su-

rowiec w
ókienniczy jest tylko swoistym no-

� nikiem, na który mo� na aplikowa�  ró� nego 

rodzaju zwi� zki chemiczne zapewniaj� ce 

now�  funkcjonalno��  wyrobu. G
ównym 

tematem referatu by
y kosmetotekstylia, 

które dzi� ki odpowiedniemu wyko� czeniu 

zawieraj�  substacje, uwalniane w d
ugotrwa-


y sposób, wp
ywaj� ce na komfort u� ytkowy 

wyrobów. 

„Przyspieszony proces barwienia 

barwnikami reaktywnymi w k � pielach 

o niskich krotno � ciach”, E. Du� ska. Au-

torka referatu omówi
a nowoczesny proces 

barwienia reaktywnego High Speed Leveling 

(HSL), który zapewnia wysokie oszcz� dno-

� ci w zu� yciu wody, energii i czasu. Proces 

ten 
� czy w sobie zalety nowoczesnych ma-

szyn barwiarskich, w
a� ciwo� ci wybranych 

barwników reaktywnych i optymalizacj�  pro-
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cesu z zastosowaniem automatycznego 

sterowania. W przeciwie� stwie do konwen-

cjonalnego procesu barwienia w procesie 

HSL czas migracji barwnika jest bardzo 

krótki. Barwnik wymaga zaledwie kilku mi-

nut, aby penetrowa�  w struktur�  w
ókna. 

Istotnym elementem procesu HSL jest wyko-

rzystanie programu do optymalizacji procesu 

barwienia. Program ten oblicza ilo��  soli 

i alkaliów, czas barwienia i utrwalania, prze-

licza recepty w zale� no� ci od krotno� ci k� -

pieli. 

„Avitera SE i Eriopon LT – rewolucja 

w barwieniu w
ókien celulozowych barw-

nikami reaktywnymi”, M. Pogoda.  W refe-

racie przedstawione zosta
y nowe barwniki 

polireaktywne, które razem ze � rodkiem 

opieraj� cym po barwieniu daj�  mo� liwo��  

barwienia i opierania w niskich temperatu-

rach, gwarantuj� c jednocze� nie niskie zu� y-

cie wody i energii, skrócenie czasu procesu 

technologicznego, zmniejszenie ilo� ci ope-

racji w procesie obróbki wst� pnej i barwienia 

w
ókien celulozowych i ich mieszanek. Nowo 

opracowane barwniki s�  barwnikami trójre-

aktywnymi, posiadaj� cymi nowe grupy reak-

tywne, zwi� kszaj� ce szybko��   

wyci� gania barwnika z k� pieli i wi� za-

nia z w
óknem. Tworz�  one bardzo kompa-

tybilny system, który zapewnia szerok�  pale-

t�  kolorów od � rednich do ciemnych.  

Drugiego dnia seminarium zaprezento-

wano nast� puj� ce referaty: 

„Mo � liwo � ci wykorzystania technik 

pog
 � bionego utleniania – AOP do 

oczyszczania � cieków w
ókienniczych 

(barwiarskich) w warunkach przemys
o-

wych”, L. Bili � ska, S. Ledakowicz.  Na 

przyk
adzie dzia
a�  przeprowadzonych 

w zak
adzie w
ókienniczym pokazano mo� -

liwo� ci zastosowania wytycznych EU odno-

� nie wprowadzenia BAT (Best Available 

Techniques) w dziedzinie zarz� dzania � cie-

kami przemys
u w
ókienniczego. Celem 

dzia
a�  prowadzonych w Zak
adzie W
ó-

kienniczym „Bili� ski” sp. j. przy wspó
pracy 

z Wydzia
em In� ynierii Procesowej i Ochro-

ny � rodowiska Politechniki 	ódzkiej jest 

opracowanie kompleksowego systemu 

oczyszczania � cieków i zamkni� cie obiegów 

wody. W referacie przedstawiono wyniki 

bada�  parametrów � cieków w
ókienniczych 

pochodz� cych z ró� nych operacji technolo-

gicznych procesu barwienia. Omówiono 

tak� e wyniki bada�  dotycz� ce wp
ywu chlor-

ku sodu i � rodków pomocniczych na jako��  

oczyszczanych � cieków stosowanych we 

w
ókiennictwie. Zaproponowano stosowne 

metody oczyszczania wydzielonych wcze-

� niej strumieni � cieków i omówiono techniki 

AOP (Advanced Oxidation Processes). 

Przedstawiono wyniki bada�  dotycz� ce od-

barwiania roztworów barwników i � cieków 

rzeczywistych po procesie barwienia od-

czynnikiem Fentona. 

„Oczyszczanie � cieków po procesie 

aplikacji C.I. Reactive Black 5 na w
ókno 

celulozowe”, K. Blus, M. Brzeska, 

J. Perkowski.  Autorzy zaprezentowali wyni-

ki bada�  dotycz� ce odbarwiania  
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i mineralizacji � cieków po procesach bar-

wienia. Przedstawiono ró� ne metody pog
� -

bionego utleniania, dzi� ki którym mo� na 

uzyska�  ca
kowit�  dekoloryzacj�  � cieków 

oraz cz�� ciow�  ich mineralizacj� . Zwrócono 

uwag� , � e w wyniku stosowania metod 

AOPs mog�  powstawa�  zwi� zki niebez-

pieczne dla zdrowia cz
owieka. 

„Poliheksametylenoguanidyna (PHMG) 

jako przyk
ad nowoczesnego polime-

rycznego � rodka antybakteryjnego”, 

T. Górecki, A. Kwiecie � , L. Szuster, 

	. Wyr � bska.  W referacie przedstawiono 

przegl� d polimerycznych � rodków, które 

dzia
aj�  podobnie jak bia
ka antybakteryjne, 

wyst� puj� ce w � ywych organizmach. 

Szczegó
owo omówiono, nale�� c�  do tej 

grupy poliheksametylenoguanidyn� (PHMG), 

jej w
a� ciwo� ci, syntez�  oraz sposoby 

otrzymywania ró� nych form ko� cowych pro-

duktu, umo� liwiaj� cych aplikacj�  w wielu 

materia
ach. Przedstawiono obecne i poten-

cjalne obszary zastosowania tego kopolime-

ru. Zaprezentowano równie�  krótki przegl� d 

metod oceny aktywno� ci przeciwdrobno-

ustrojowej materia
ów bioaktywnych.  

„Nanow
ókna celulozowe o w
a � ci-

wo� ciach antybakteryjnych”,  A. Pinar, 

R. Ko� mi � ska, I. Oleksiewicz.  W artykule 

przedstawiono charakterystyk�  prób warstw 

z nanow
ókien celulozowych, wytworzonych 

w procesie elektroprz� dzenia z roztworów 

rozpuszczalnika organicznego N   tlenku –

 N-metylomorfoliny (NMMO). Próby wykona-

no z udzia
em 2% masy celulozowej 

w roztworze prz� dzalniczym. Modyfikacj�  

w
a� ciwo� ci nanow
ókien przeprowadzono 

metod�  generowania nanosrebra in situ 

w roztworze NMMO z zastosowaniem sub-

stancji do generowania cz� stek srebra – 

azotanu srebra. Zawarto��  srebra w nano-

w
óknach oznaczono w sposób ilo� ciowy 

metod�  densytometryczn�  i metod�  jako-

� ciow�  na podstawie obrazów komputero-

wych. Do oznaczenia � rednicy w
ókien za-

stosowano komputerow�  metod�  analizy 

obrazu na podstawie zdj��  z mikroskopu 

skaningowego o rozdzielczo� ci 6 nm. Po-

miary wielko� ci nanocz� stek srebra prze-

prowadzono w oparciu o zjawisko ruchów 

Browna w systemie „Nanoparticle Tracking 

Analysis” z wykorzystaniem urz� dzenia 

LM 10 firmy NanoSight Ltd. W
a� ciwo� ci 

antybakteryjne nanow
ókien celulozowych 

modyfikowanych srebrem okre� lono w za-

kresie aktywno� ci bakteriostatycznej i bakte-

riobójczej wobec bakterii gramujemnej 

Escherichia coli ATCC 11229 i bakterii gra-

mdodatniej Staphylococcus aureus ATCC 

6538. 

„Pomiar stopnia bieli wyrobów w
ó-

kienniczych”, B. Gajdzicki.  W referacie 

przedstawiono problematyk�  zwi� zan�  

z poprawnym pomiarem stopnia i odcienia 

bieli wyrobów w
ókienniczych zawieraj� cych 

rozja� niacze optyczne za pomoc�  spektrofo-

tometrów. Autor wskaza
 na istotn�  rol�  

wp
ywu zastosowania odpowiedniego urz� -

dzenia pomiarowego, w
a� ciwej kalibracji 

oraz udzia
u ilo� ci promieniowania UV 
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w � wietle padaj� cym na powierzchni�  mie-

rzonej próbki na warto��  stopnia bieli.  

Wszystkie wyg
oszone referaty wzbu-

dza
y bardzo o� ywion�  dyskusj� , co wska-

zuje na du� e zainteresowanie tematyk�  

odczytów. Wyst� pienia dyskutantów i wy-

miana pogl� dów mi� dzy uczestnikami 

wzbogaci
y merytoryczn�  stron�  zagadnie� .  

Pierwszego dnia Seminarium, po prze-

rwie obiadowej, odby
a si�  sesja panelowa. 

W tym roku nast� puj� ce firmy zorganizowa
y 

punkty konsultacyjne: Olea, Swisscolor J. J. 

Eckersdorf sp. j., TC Kolor, Zschim-

mer&Schwarz. Uczestnicy konsultacji mogli 

zapozna�  si�  z nowoczesnymi technologia-

mi barwienia, � rodkami i maszynami ofero-

wanymi przez firmy.  

Do tradycji Seminariów Polskich Kolo-

rystów nale� y zaliczy�  tak� e spotkania 

„ogniskowe”, które odbywaj�  si�  zaraz po 

przyje� dzie i zakwaterowaniu uczestników. 

I mimo, � e ju�  drugi rok z rz� du ognisko nie 

p
on� 
o, to i tak atmosfera by
a gor� ca. Po 

kolacji, na której podano regionalne przy-

smaki z grilla, mo� na by
o pota� czy�  w takt 

g
o� niej, skocznej muzyki. Pierwszy wieczór 

to czas powita�  z dawno niewidzianymi 

przyjació
mi, odnawiania starych i nawi� zy-

wania nowych znajomo� ci.  

 Drugi wieczór Seminarium by
 zare-

zerwowany na uroczyst�  kolacj�  z muzyk�   

w  tle, przy której mo� na by
o zrelaksowa�  

si�  po ca
ym dniu.    

  

Podsumowuj� c kolejne, ju�  XXVII Se-

minarium, nale� y wysoko oceni�  ci�� k�  

prac� , jaka zosta
a wykonana przez organi-

zatorów, a tak� e podzi� kowa�  autorom za 

opracowanie warto� ciowych referatów. 

Trzymamy kciuki, aby kolejne spotkanie 

odby
o si�  równie�  w przemi
ej atmosferze 

i w tak pi� knym zak� tku naszej ojczyzny. 

Pe
ny tekst referatów zosta
 opubliko-

wany w materia
ach konferencyjnych XXVII 

Seminarium Polskich Chemików Kolorystów, 

które mo� na naby�  w sekretariacie Stowa-

rzyszenia.
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Z
ote Dyplomy Politechniki 	ódzkiej 

W
odzimierz Dominikowski 

Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów 

 

                 

<<POLITECHNIKA 	ÓDZKA , dzi� , na pocz� tku 

XXI wieku, jest dostojn�  Alma Mater z bogat�  60-

letni�  histori� . Wykszta
ci
a wiele pokole�  in� ynie-

rów. Jej pierwsi wychowankowie, którzy pozostali 

na Uczelni, wykszta
cili nast� pne roczniki, a te 

kolejne, tworz� c w ten sposób jedn�  wielk�  ro-

dzin�  Wychowanków Politechniki 	ódzkiej.>> 

(Motto Z
otych Dyplomów) 

Min� 
o 66 lat od utworzenia Politechniki 

	ódzkiej. Historia Politechniki 	ódzkiej za-

cz� 
a si�  24 maja 1945 r. W dniu tym zosta
 

podpisany dekret erekcyjny powo
uj� cy Poli-

technik�  	ódzk �  w randze pa� stwowej szko-


y akademickiej. Powsta
y wówczas trzy 

wydzia
y: Mechaniczny, Elektryczny 

i Chemiczny oraz Oddzia
 W
ókienniczy. 

Uczelnia zosta
a zlokalizowana na terenie 

dawnej fabryki Rosenblatta. Jej obszar by
 

ograniczony ulicami: 	 wirki, Gda� sk� , 

� wierczewskiego (obecnie Radwa� sk� ) 

i 	 eromskiego. W roku akademickim 

1945/1946 przyj� to 525 studentów, powsta
y 

33 katedry, w których pracowa
o 33 profeso-

rów, 15 adiunktów i 55 asystentów. 

W ci� gu minionego pó
wiecza Politech-

nika 	ódzka sta
a si �  jedn�  z najwi� kszych 

uczelni technicznych w Polsce. Oto wizja 

Politechniki 	ódzkiej przyj � ta w 2008 roku 

„Innowacyjny, technologiczny uniwersy-

tet badawczy o ugruntowanej pozycji 

mi � dzynarodowej” . Obecnie kszta
ci si�  tu 

oko
o 20 tysi� cy studentów. Na 9 wydzia
ach 

jest 29 kierunków studiów, na których mo� -

na dokonywa�  wyboru spo� ród 120 specjal-

no� ci. Uczelnia szczególn�  wag�  przywi� zu-

je do kszta
cenia w j� zykach obcych. 

W Centrum Kszta
cenia Mi� dzynarodowego, 

na siedmiu kierunkach, studia s�  prowadzo-

ne ca
kowicie w j� zyku angielskim oraz na 

jednym kierunku w j� zyku francuskim. Od-

bywa si�  tak� e wymiana studentów z uczel-

niami zagranicznymi, do których co roku 

wyje� d� a blisko 600 studentów. W Politech-

nice 	ódzkiej powstaj �  twórcze projekty. 

Wiele z nich jest wykonywanych w ramach 

programów mi� dzynarodowych. Uczelnia 

wspó
pracuje z ponad 300 o� rodkami w 40 

krajach � wiata.  

Dzieje Politechniki 	ódzkiej to czas 

wspania
ego, budz� cego podziw rozwoju tej 

uczelni. Tysi� ce absolwentów otrzyma
o 

dyplomy uko� czenia studiów. Ci ludzie, na 
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bazie zdobytej wiedzy oraz do� wiadczenia, 

tworzyli kadr�  in� ynierów pracuj� cych 

w przemy� le, w uczelniach akademickich, 

instytutach naukowych i jednostkach ba-

dawczo-rozwojowych, co najpierw zaowo-

cowa
o odbudow�  zniszczonego wojn�  pol-

skiego przemys
u, a nast� pnie jego inten-

sywnym rozwojem. 

Mijaj�  lata – cz� sto zapominamy o tym, 

co wydarzy
o si�  w odleg
ej przesz
o� ci. Tym 

bardziej warto wspomina�  jasne karty histo-

rii. Przejawem pami� ci o absolwentach s�  

Z
ote Dyplomy wr� czane w 50. rocznic�  

uko� czenia studiów. 

 

Pierwszy raz Z
ote Dyplomy otrzymali 

absolwenci Politechniki 	ódzkiej w 2005 

roku, a 2 grudnia 2011 r. na uroczystej sesji 

Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki 

	ódzkiej wr � czono Z
oty Dyplom numer 986. 

Sesj�  t�  poprzedzi
 zjazd absolwentów Wy-

dzia
u W
ókienniczego Politechniki 	ódzkiej, 

którzy w roku 1961 uzyskali dyplom in� ynie-

ra magistra w
ókiennictwa i spe
nili regula-

minowe warunki do otrzymania Z
otego Dy-

plomu w 50. rocznic�  uko� czenia studiów. 

Spotkanie odby
o si�  28. maja bie�� cego 

roku na terenie uczelni w audytorium W-33 

im. prof. Tadeusza 	 yli� skiego. W 1961 roku 

Wydzia
 W
ókienniczy uko� czy
o 119 osób. 

Organizatorom zjazdu uda
o si�  nawi� za�  

kontakt z 74 osobami, które uczestniczy
y 

w spotkaniu jubileuszowym.  

 

Na prze
omie lat pi�� dziesi� tych 

i sze�� dziesi� tych XX w. studenci Wydzia
u 

W
ókienniczego mieli do wyboru 7 specjal-

no� ci, mianowicie: metrologi�  w
ókiennicz� , 

prz� dzalnictwo, tkactwo, dziewiarstwo, ro-

szarnictwo, chemiczn�  obróbk�  w
ókna 

i technologi�  w
ókien sztucznych. W� ród 

absolwentów uczestnicz� cych w zje� dzie 13 

osób uko� czy
o specjalno��  w zakresie 

chemicznej obróbki w
ókna a 7 osób techno-

logi�  w
ókien sztucznych. Du� a liczebno��  

studiuj� cych w tym czasie studentów i wy-

soka liczba specjalno� ci na Wydziale � wiad-

cz�  o randze tego Wydzia
u i wk
adzie 

w przygotowanie kadry in� ynierskiej dla 

rozwijaj� cego si�  przemys
u w
ókienniczego. 

 Jubileuszowy zjazd zaszczycili swo-

j�  obecno� ci�  z ramienia Politechniki 	ódz-

kiej: 
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·  Jego Magnificencja Rektor Politech-

niki 	ódzkiej prof. dr hab. in � . Stani-

s
aw Bielecki: 

  

·  Dziekan Wydzia
u W
ókienniczego 

(dzi�  Technologii Materia
owych 

i Wzornictwa Tekstyliów) prof. dr 

hab. in� . Ryszard Korycki, 

·  prof. dr hab. in� . Janusz Szosland: 

  

·  prof. dr hab. in� . Tadeusz Jackow-

ski: 

  

·  prof. dr hab. in� . Kazimierz Kopias, 

·  prof. dr hab. in� . Bogumi
 	aszkie-

wicz. 

W uroczysto� ci uczestniczyli równie� : 

·  Prezes Stowarzyszenia W
ókienni-

ków Polskich prof. dr in� . Witold 	u-

czy� ski, 

·  Wiceprezes Stowarzyszenia Wy-

chowanków Politechniki 	ódzkiej 

dr in� . Jacek Szer. 

Przytocz�  fragment listu Bronis
awy 

Kozaneckiej-Dombrzalskiej, absolwentki 

Wydzia
u W
ókienniczego w 1961 roku, po-

mys
odawczyni i g
ównej organizatorki zjaz-

du, skierowanego do jubilatów po spotkaniu: 

<< Zjazd odby
 si�  w audytorium W-33 

im. prof. Tadeusza 	 yli� skiego. Absolwenci 

jubilaci wype
nili po brzegi audytorium 

i przywitali przyby
ych go� ci burzliwymi okla-

skami. 

…Mi
ym akcentem by
y wyst� pienia J.M. 

Rektora Politechniki 	ódzkiej i Dziekana 

Wydzia
u, którzy serdecznie powitali obec-

nych za zje� dzie absolwentów, sk
adaj� c im 

gratulacje. Wyst� pienia dotyczy
y osi� gni��  

Politechniki 	ódzkiej w ostatnim 10-leciu. 

W dyskusji zabrali równie�  g
os: prof. Bo-

gumi
 	aszkiewicz i prof. Tadeusz Jackow-

ski. 

Prof. Janusz Szosland przygotowa
 specjal-

nie na t�  uroczysto��  wyst� pienie. Mówi
 

o randze przemys
u w
ókienniczego, a tak� e 

o jego znaczeniu dla rozwoju Polski na 

przestrzeni XIX i XX wieku. Przedstawi
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równie�  stan obecny i perspektywy na przy-

sz
o�� . 

 Wszystkim, którzy spe
niali warunki 

regulaminowe Rektor i Dziekan Wydzia
u 

wr� czyli Z
ote Dyplomy Politechniki 	ódzkiej. 

By
 to mi
y akcent ko� cz� cy oficjaln�  cz���  

spotkania. 

…Nie mog
o oczywi� cie zabrakn��  spotka-

nia kameralnego, które odby
o si�  w restau-

racji „Satyna”, przy d� wi� kach melodii do-

brze nam znanych z lat pi�� dziesi� tych 

i sze�� dziesi� tych. 

Zjazd to czas szczególny. Cieszyli� my si�  

z obecno� ci bliskich nam kole� anek 

i kolegów i tym, � e znów byli� my razem. 

Niektórzy z nas nie widzieli si�  przecie�  ca
e 

50 lat. Dla takich chwil warto by
o po� wi� ci�  

swój czas i wysi
ek, aby poczu�  rado��  

i serdeczno��  w� ród obecnych. Uwa� am za 

sukces to, � e po tylu latach odszukali� my 

si�  na nowo. Wracaj�  wspomnienia z tych 

razem przebytych 5 lat studiów. By
 to w 

naszym � yciu okres bardzo wa� ny, pe
en 

marze� . 

Stanowili� my zgran�  grup�  m
odych ludzi, 

wzajemnie si�  wspieraj� cych, � yczliwych 

i serdecznych. Ta serdeczno��  mi� dzy na-

szymi kole� ankami i kolegami w wielu przy-

padkach by
a pocz� tkiem sympatii, wzajem-

nego zauroczenia, a nawet mi
o� ci. Mi
o�� , 

która zwi� za
a ich w� z
ami na ca
e � ycie. 

W� ród nas na zje� dzie by
o obecnych 7 par 

ma
� e� skich, którym wr� czono laurki oko-

liczno� ciowe, kwiaty oraz z
o� ono serdeczne 

gratulacje i � yczenia na dalsze lata wspól-

nego � ycia. Z licznie otrzymywanych od 

Was telefonów, listów dotycz� cych organi-

zacji zjazdu, atmosfery, która towarzyszy
a 

spotkaniu, serdeczno� ci, przyja� ni i ciep
a, 

jakie by
o w� ród nas na zje� dzie, s� dz� , � e 

mog�  jednoznacznie potwierdzi�  i przyto-

czy�  s
owa z wiersza Mirka Bujnowicza: 

 

„Spotkanie niezwyk
e, spotkanie wspania
e 

Tak jakby odm
odnia
 ten � wiat 

Znów razem jeste� my i m
odsi o ca
e 

Dok
adnie 50 lat…” >> 

 

Na koniec cytat z informacji o dniu dzi-

siejszym Politechniki 	ódzkiej zamieszczo-

nej na oprawie Z
otego Dyplomu: „Wiele 

stara�  czynionych jest w zakresie humani-

zacji uczelni. W dwóch salach koncertowych 

organizowane s�  imprezy muzyczne, rów-

nie�  przy udziale naszego chóru studenc-

kiego, który nale� y do najlepszych w 	odzi. 

W 2005 roku utworzono orkiestr�  Politechni-

ki 	ódzkiej. Prace artystów plastyków mo � na 

podziwia�  w kilku uczelnianych galeriach”. 

Przejawy humanistycznych zainteresowa�  

in� ynierów – albo humanistów z wypiel� -

gnowan�  mi
o� ci�  do techniki – i t� sknota za 

humanizacj�  � ycia, uzewn� trzniaj�  si�  

w wierszach lub tekstach pisanych proz� . 

W albumie, bogato ilustrowanym zdj� ciami 

pt.: „Zjazd kole� e� ski Wydzia
u W
ókienni-

czego P	, rocznik 1955-1961”, którego auto-

rem jest Miros
aw B
o� ski, absolwent Wy-

dzia
u W
ókienniczego, posiadacz Z
otego 

Dyplomu P	 nr 813, znajduj �  si�  teksty, 
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odzwierciedlaj� ce atmosfer�  po kryzysie 

nazwanym przez prof. Janusza Szoslanda1) 

„trzecim rozbiorem w
ókiennictwa”. 

 

	ÓD �  

 

S
awne miasto fabryk w
ókienniczych 

nazwane – polskim Manchesterem, 

miasto w
ókniarek i w
ókniarzy. 

Reymont w „Ziemi obiecanej” 

pokazuje trudne pocz� tki 

rozwoju fabryk. 

To by
 koniec XIX wieku 

i pocz� tek wieku XX. 

Teraz pocz� tek XXI wieku 

i koniec przemys
u w
ókienniczego. 

Nadszed
 inny czas. 

Fabryki umieraj�  stoj� c. 

 

Obok ruchliwej ulicy, 

na obszernym placu 

za� mieconym tera� niejszo� ci� , 

przy uschni� tych drzewach, 

stoi w agonii fabryka. 

Okna z wybitymi szybami, 

drzwi powyrywane, 

na placu gruzowisko 

i niszczej� ce hale fabryczne. 

W tych halach, ziej� cych pustk�  

s
ycha�  tylko 

nikn� ce daleko echo 

pulsuj� cej codziennym 

rytmem pracy 

dawnej w
ókienniczej fabryki. 

 

Dzi�  jest ju�  

tylko martwa cisza. 

 

„W miejscu, gdzie 20 lat temu 
ódzkie w
ók-

niarki ze 
zami wzruszenia wita
y Ojca � wi� -

tego, le� y sterta gruzu. Spomi� dzy cegie
 

wyrastaj�  drzewka, a spod niegdysiejszej 

pod
ogi wyzieraj�  resztki piwnic.” (Dziennik 

	ódzki) 

 
Dzisiejszy obraz tkalni „UNIONTEXU” 

przedstawiaj�  zdj� cia wykonane przez auto-

ra referatu w dn. 30.11.2011 r.: 
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 ……..bez  komentarza…….. 

 

 

 
 
 
1). Szosland J. i inni: Apogeum W
ókiennictwa    
      w Polsce, SWP, 	ód �  2010, str.238 
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ABSORBERY PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO 
STOSOWANE W CELU ZWI � KSZENIA W	A � CIWO� CI BA-

RIEROWYCH WYROBÓW W	ÓKIENNICZYCH 
 

Wojciech Czajkowski  
Instytut Technologii Polimerów i Barwników Politechniki 	ódzkiej    
Instytut W
ókiennictwa w 	odzi 
Justyna Mamnicka   
Instytut Technologii Polimerów i Barwników Politechniki 	ódzkiej 
 
 

Powszechnie wiadomo, � e promie-
niowanie s
oneczne jest niezb� dne dla ist-
nienia � ycia na naszej planecie. � wiat
o 
i ciep
o umo� liwia wzrost ro� lin, które 
w procesie fotosyntezy przekszta
caj�  wod�  
i ditlenek w� gla w bogate w energi�  w� glo-
wodany. Bez � wiat
a i ciep
a nie by
by mo� -
liwy rozwój ró� norodnych organizmów � y-
wych. Niestety korzystanie z uroków s
o-
necznej pogody staje si�  ostatnio coraz 
mniej bezpieczne. Zanikanie warstwy ozo-
nowej atmosfery spowodowane dzia
alno-
� ci�  przemys
ow�  cz
owieka oraz burzliwym 
rozwojem transportu lotniczego i samocho-
dowego sprawia, � e do powierzchni Ziemi 
dociera coraz wi� cej obecnych w � wietle 
s
onecznym wysokoenergetycznych frakcji 
promieniowania ultrafioletowego. W naszej 
strefie klimatycznej na szkodliwe dzia
anie 
promieniowania UV najbardziej nara� eni 
jeste� my szczególnie w okresie letnim tym 
bardziej, � e stosuj� c si�  do popularyzowa-
nego przez media aktywnego trybu � ycia, 
cz�� ciej przebywamy na � wie� ym powietrzu. 
Nie zawsze zdajemy sobie spraw�  ze szko-
dliwych efektów opalania. Przeprowadzone 
w ci� gu kilku ostatnich dekad szczegó
owe 
badania dermatologiczne wykaza
y � cis
y 
zwi� zek pomi� dzy intensywno� ci�  ekspozy-
cji na promieniowanie s
oneczne a proce-
sami zmian starczych, chorób i nowotworów 
skóry.  

Docieraj� ce do powierzchni Ziemi 
promieniowanie ultrafioletowe charakteryzu-
je si�  d
ugo� ciami fali od 100 do 400 nm. 
Umownie zosta
o podzielone na trzy zakre-
sy: 

·  Promieniowanie UV-C o zakresie od 

100 do 280 nm. Frakcja ta jest 

w wi� kszo� ci zatrzymywana przez 

warstw�  ozonow�  atmosfery. Promie-

niowanie z tego zakresu jest bardzo 

niebezpieczne dla organizmów � y-

wych, jest jednak wykorzystywane 

niekiedy w praktyce, w sztucznych 

promiennikach ultrafioletu s
u�� cych 

do dezynfekcji pomieszcze� , instalo-

wanych w szpitalach oraz zak
adach 

przetwórstwa � ywno� ci. 

·  Promieniowanie UV-B o zakresie od 

280 do 320 nm, jest niebezpieczne dla 

skóry i oczu. Powoduje poparzenia 

s
oneczne i zmiany w strukturze DNA, 

które mog�  by�  przyczyn�  powstawa-

nia nowotworów skóry. 

·  Promieniowanie UV-A obejmuje za-

kres od 320 do 400 nm. Stanowi ono 

oko
o 90% ca
ego promieniowania ul-

trafioletowego docieraj� cego do po-

wierzchni Ziemi. Penetruje do g
� b-

szych warstw skóry przyczyniaj� c si�  

do utraty jej elastyczno� ci, a co za tym 

idzie do jej przedwczesnego starzenia. 
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Uczestniczy w tworzeniu aktywnych 

rodników tlenkowych (ROS) powodu-

j� c po� rednio uszkodzenia struktury 

komórkowego DNA. 

Na szkodliwe dzia
anie promieniowania 
s
onecznego szczególnie nara� ona jest skó-
ra, która jest najwi� kszym organem ludzkim. 
Pierwszym efektem d
ugotrwa
ego dzia
ania 
promieniowania s
onecznego na skór�  jest 
rumie� , który pojawia si�  � rednio 4 godziny 
po na� wietlaniu promieniowaniem z zakresu 
UV-B. Jego objawy to pieczenie i zaczer-
wienienie skóry. Cz� sta i d
ugotrwa
a eks-
pozycja na promieniowanie s
oneczne jest 
przyczyn�  przedwczesnego starzenia si�  
skóry w wyniku degradacji w
ókien kolage-
nu. Skóra staje si�  sucha, matowa, traci 
swoj�  elastyczno��  i z
uszcza si� . Najgro� -
niejszym efektem promieniowania ultrafiole-
towego s�  nowotwory skóry, które jak wyni-
ka z wspomnianych wy� ej bada�  mog�  by�  
wywo
ane zarówno przez promieniowanie 
typu UV-A jak i UV-B. Nowotworami najbar-
dziej zagro� one s�  osoby o jasnych fototy-
pach skóry, które nie stosuj�  odpowiedniej 
ochrony podczas ekspozycji na promienio-
wanie s
oneczne.  

Promieniowanie UV niekorzystnie dzia-

a na oczy powoduj� c zaczerwienienie ga
ki 
ocznej, uczucie zapiaszczenia, uporczywy 
ból, 
zawienie, � wiat
owstr� t, a nawet krótko-
trwa
e problemy z widzeniem. Innym scho-
rzeniem powodowanym przez promieniowa-
nie UV s�  choroby niezapalne rogówki, no-
wotwór kana
u naczyniowego oka oraz za-
� ma, która sta
a si�  chorob�  cywilizacyjn� . 
[1]. Kolejn�  chorob�  powodowan�  przez 
wysokoenergetyczne promieniowanie elek-
tromagnetyczne, w tym ultrafioletowe jest 
immunosupresja [1,2], której objawem jest 
os
abienie funkcjonowania uk
adu odporno-
� ciowego organizmu prowadz� ce w konse-
kwencji do zwi� kszonej podatno� ci na ró� -
nego rodzaju infekcje. 

Zgodnie z zaleceniami � rodowisk me-
dycznych najlepszymi metodami zapobiega-
nia niekorzystnym skutkom dzia
ania pro-
mieniowania UV na nasz organizm jest uni-
kanie nadmiernego przebywania na s
o� cu, 

stosowanie nakry�  g
owy, odpowiedniej 
odzie� y, okularów s
onecznych oraz kosme-
tyków zawieraj� cych tzw. „filtry s
oneczne”.  

 
Spo� ród wymienionych � rodków chro-

ni� cych skór�  coraz wi� ksze zainteresowa-
nie wzbudzaj�  uwag�  wyroby odzie� owe. 
Noszenie lu� nej odzie� y wykonanej z ciasno 
utkanych wyrobów w
ókienniczych, okrywa-
j� cych mo� liwie najwi� ksz�  powierzchni�  
cia
a od dawna zreszt�  by
o podstawowym 
zaleceniem WHO w dziedzinie ochrony 
przed promieniowaniem ultrafioletowym.  

 
� wiat
o padaj� ce

� wiat
o odbite

� wiat
o przechodz� ce

� wiat
o zaabsorbowaneWyrób w
ókienniczy 

 
Rysunek 1. Ochronne dzia
anie wyrobów w
ó-

kienniczych przed promieniowaniem UV. 

Zgodnie z prawami fizyki, cz���  pro-
mieniowania padaj� cego na okre� lony wy-
rób w
ókienniczy, jest odbijana, cz���  ulega 
absorpcji a reszta przez niego przechodzi 
(Rysunek 1.). O w
a� ciwo� ciach ochronnych 
odzie� y decyduje ilo��  promieniowania 
przechodz� cego przez okre� lony wyrób 
w
ókienniczy, która zale� y od nast� puj� cych 
czynników: 

·  rodzaju surowca w
ókienniczego 

i jego absorpcji w
asnej, 

·  wspó
czynnika pokrycia (u
amek 

obszaru tkaniny pokryty prz� -

dz� ), 

·  dodatków stosowanych przy 

produkcji danego w
ókna, 

·  charakterystyki strukturalnej 

próbki (porowato�� , masa, gru-

bo�� , elastyczno�� ), 
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·  barwy i intensywno� ci wybar-

wienia, obecno� ci na w
óknie 

rozja� niaczy optycznych, 

·  specyficznego wyko� czenia 

w
ókna. 

Stosowanym w praktyce kryterium 
oceny w
a� ciwo� ci ochronnych, jak�  zapew-
nia dany wyrób w
ókienniczy jest tak zwany 
wspó
czynnik SPF (Solar Protection Factor) 
u� ywany tak� e do charakterystyki produktów 
kosmetycznych na przyk
ad kremów do opa-
lania z filtrem UV, b� d�  wspó
czynnik UPF 
(Ultraviolet Protection Factor). Ich warto��  
wskazuje na ile razy wyd
u� a si�  � redni czas 
do pojawienia si�  rumienia wywo
anego 
dzia
aniem promieniowania s
onecznego na 
skórze chronionej przez odzie�  (kosmetyk) 
w porównaniu do skóry pozbawionej takiej 
ochrony. Pomiar pierwszego z wymienio-
nych wspó
czynników jest do��  k
opotliwy, 
gdy�  wymaga doboru okre� lonej grupy osób 
poddanych testowi, jako � e ka� dy w indywi-
dualny sposób reaguje na promieniowanie 
s
oneczne. Wa� ne jest te�  do� wiadczenie 
osób oceniaj� cych, które musz�  obiektywnie 
oceni�  moment pojawienia si�  zaczerwie-
nienia skóry. W przypadku wyrobów w
ó-
kienniczych bardziej popularne jest stoso-
wanie wspó
czynnika UPF, który mierzy si�  
in vitro  metod�  spektrofotometryczn�  
i zgodnie z obowi� zuj� c�  Norm�  Europejsk�  
[3] oblicza si�  go ze wzoru: 
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w którym: 
 E(
 ) – energia � wiat
a s
onecznego 
             o d
ugo� ci fali 
  (Wm2 /nm), 

� (
 ) – wzgl� dna efektywno��   
          rumieniotwórcza, 
Ti(
 ) – transmitancja widmowa  
          próbki i przy d
ugo� ci fali 
 , 
�
  – przedzia
 d
ugo� ci fali (nm). 
 

Przyj� ta przez wy� ej wspomnian�  
norm�  warto��  UPF 
  40 uznana jako za-
pewniaj� ca ca
kowit�  ochron�  wymaga za-
trzymania przez wyrób 97,5% padaj� cego 
promieniowania gdy�  w przybli� eniu: 

UPF =
100

transmitancja widmowa próbki (%)
 

Ze wzgl� du na odmienn�  budow�  
chemiczn�  stosowane w praktyce naturalne 
i syntetyczne surowce w
ókiennicze odzna-
czaj�  si�  zró� nicowan�  absorpcj�  promie-
niowania elektromagnetycznego w zakresie 
ultrafioletu. Wp
yw budowy chemicznej ró� -
nych w
ókien na ich w
a� ciwo� ci ochronne 
ilustruj�  dane zamieszczone w Tabeli 1.: 

 

Tabela 1. W
a� ciwo� ci ochronne niezabarwio-
nych tkanin o podobnej konstrukcji, wykonanych 
z ró� nych surowców w
ókienniczych [4]. 

Jak wida�  z zamieszczonych danych 
najlepsze dzia
anie ochronne wykazuje we
-
na, znacz� c�  absorpcj�  promieniowania 
wykazuj�  te�  w
ókna poliestrowe zawieraj� -
ce w swojej strukturze pier� cienie benzeno-
we absorbuj� ce promieniowanie UV. W
a-
� ciwo� ci barierowe tych ostatnich w
ókien 
zwi� ksza dodatkowo obecno��  czynników 
matuj� cych („delustrantów”), jako które sto-
sowane s�  pigmenty nieorganiczne, g
ównie 
ditlenek tytanu – bardzo efektywny absorber 
promieniowania ultrafioletowego. Bawe
na 
i jedwab daj�  bardzo niewielk�  ochron�  
przed promieniowaniem ultrafioletowym. 

W
a� ciwo� ci ochronne wyrobów w
ó-
kienniczych zmieniaj�  si�  w trakcie ich u� yt-
kowania. Podczas rozci� gania wyrobu 
zwi� ksza si�  ilo��  promieniowania przecho-
dz� cego przez tkanin� . Podobnie zachodzi 
podczas jej zwil� ania, gdy�  woda (pot) wy-
pe
niaj� c pory pomi� dzy w
óknami zmniej-

Rodzaj surowca Przybli� ona war-
to��  UPF 

Dzianina bawe
niana 
Dzianina we
niana 
Dzianina poliestrowa 
Twill jedwabny 
Dzianina poliamid 
/elastomer 80/20 

4 
45 
26 
7 

12 
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sza ilo��  rozproszonego � wiat
a na korzy��  
� wiat
a przechodz� cego. Z drugiej strony 
tradycyjne procesy prania powoduj�  wzrost 
warto� ci wspó
czynnika ochrony UPF o oko-

o 20% wskutek kurczenia si�  wyrobu, a 
tak� e w wyniku osadzania si�  na w
óknie 
� rodków optycznie rozja� niaj� cych i innych 
substancji zawartych w detergentach, 
z regu
y charakteryzuj� cych si�  w
asn� , 
niekiedy do��  znaczn�  absorpcj�  w zakresie 
promieniowania ultrafioletowego.  

Specjalnymi, stosowanymi w praktyce 
wyko� czalniczej substancjami zwi� kszaj� -
cymi w
a� ciwo� ci barierowe wyrobów w
ó-
kienniczych s�  absorbery ultrafioletu. Ideal-
ny absorber powinien odznacza�  si�  stabil-
no� ci�  na dzia
anie � wiat
a i wysok�  w
asn�  
absorpcj�  w zakresie 280-380 nm. Wskaza-
ny jest brak absorpcji promieniowania powy-
� ej 400 nm, granicy zakresu widzialnego, 
gdy�  w przeciwnym razie obserwuje si�  
niepo�� dany efekt barwny przejawiaj� cy si�  
za� ó
ceniem modyfikowanego substratu. 
Zadaniem tych substancji jest zaadsorbo-
wa�  promieniowanie ultrafioletowe w jak 
najwi� kszym stopniu i szybko przekszta
ci�  
je w nieszkodliwe ciep
o. Sam absorber 

powraca nast� pnie do stanu pierwotnego, 
co umo� liwia wielokrotne powtórzenie cyklu.  

 Absorbery ultrafioletu od pewnego 
czasu s�  powszechnie stosowane w prakty-
ce jako dodatki do produkowanych polime-
rów i pow
ok polimerowych. Wprowadzenie 
do powszechnego stosowania substancji 
tego typu w znacznym stopniu zapobiega 
procesom destrukcji polimerów pod wp
y-
wem promieniowania s
onecznego i pozwala 
zwi� kszy�  trwa
o��  produkowanych w
ókien 
syntetycznych czy pow
ok lakierniczych 
zawieraj� cych polimery. Pod wzgl� dem 
swojej struktury liczn�  grup�  absorberów 
ultrafioletu stanowi�  zwi� zki zawieraj� ce 
odpowiednio usytuowane wewn� trzcz� -
steczkowe mostki wodorowe, których po-
wstawanie i zanikanie zapewnia dobre funk-
cjonowanie i wysok�  trwa
o��  absorbera. Do 
najbardziej popularnych, stosowanych 
w praktyce produktów nale��  pochodne:  
 2’-hydroksyfenylotriazyny (1),  
 2’-hydroksyfenylobenzotriazolu (2),  
 2-hydroksybenzofenonu (3) oraz  
 dianilidów kwasu szczawiowego (4) 
(Rysunek 2.).  
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OCH3

OCH2CH(C2H5)(C4H7)H15C8O
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O

O

O

H
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3

4

OH

Tinuvin 326

OCH3

Tinosorb S

H3CO

OH

Uvinul D49

C12H25

Sanduvor 3206  
 

Rysunek 2. Przyk
ady produktów zawieraj� cych mostki wodorowe, stosowanych w praktyce w celu 
ochrony polimerów przed promieniowaniem ultrafioletowym [5]. 
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Druga grupa absorberów obejmuje 
substancje, które nie posiadaj�  we-
wn� trzcz� steczkowych mostków wodoro-
wych. Produkty tego typu wykazuj�  bardzo 
wysok�  w
asn�  absorpcj�  molow�  w zakre-

sie ultrafioletu. Przyk
adowe struktury takich 
absorberów, które z regu
y s�  mniej odporne 
na dzia
anie � wiat
a ni�  absorbery zawiera-
j� ce mostki wodorowe s�  przedstawione na 
Rysunku 3. 

  

N N

OC2H5

Uvinul 3035

OCH3

Uvinul 2088 Tinuvin 101

OCOOC8H17

COOC2H5

CN

CH3

 
 

Rysunek 3. Przyk
ady absorberów ultrafioletu niezawieraj� cych mostków wodorowych [5]. 
 
 

W celu zwi� kszenia w
a� ciwo� ci barie-
rowych tekstyliów cz� sto stosowane s�  ab-
sorbery promieniowania UV o analogicznej 
budowie, którym przez odpowiedni�  modyfi-
kacj�  strukturaln�  nadane zosta
y dodatko-
we w
a� ciwo� ci zapewniaj� ce powinowac-
two do okre� lonego typu w
ókien (rozpusz-
czalno��  w wodzie, charakter kwasowy b� d�  
zasadowy). Podobnie zreszt�  post� puje si�  
w przypadku okre� lonych asortymentów 
barwników syntetycznych nadaj� c im po-
przez modyfikacj�  struktury b� d�  wprowa-
dzenie odpowiednich podstawników powi-
nowactwo do okre� lonych typów w
ókien.  

Latem ze wzgl� dów estetycznych 
i praktycznych najbardziej popularne s�  
ubiory wykonane z cienkiej bawe
ny, bia
e 
lub o pastelowych kolorach, które jak ju�  
wspominano wcze� niej odznaczaj�  si�  bar-
dzo s
abymi w
a� ciwo� ciami ochronnymi. 
Liczne badania [2, 6] wykaza
y, � e 25-30% 
artyku
ów letniej odzie� y wykonanych 
z udzia
em tych w
ókien nie zapewnia wy-
starczaj� cej ochrony wykazuj� c warto��  
wspó
czynnika UPF w przedziale 2-20. D
u-
gotrwa
e przebywanie w pe
nym s
o� cu mo-
� e by�  niebezpieczne dla skóry pomimo i�  
jest ona pozornie zakryta. Dla wyrobów 
z w
ókien celulozowych powszechnie stoso-
wane s�  w praktyce absorbery typu „bezpo-

� redniego” lub zawieraj� ce ugrupowania 
reaktywne umo� liwiaj� ce kowalencyjne 
zwi� zanie si�  absorbera z w
óknem, analo-
gicznie jak to ma miejsce w przypadku 
barwników reaktywnych. Substancje te bar-
dzo cz� sto s�  aplikowane w sposób analo-
giczny do barwników zbli� onych do nich 
w
a� ciwo� ciami barwniki, w jednej k� pieli 
z barwnikiem lub w dodatkowym procesie po 
barwieniu.  

Jednym ze sposobów aplikacji absor-
berów typu „bezpo� redniego” jest ich doda-
wanie do � rodków pior� cych b� d�  p
ynów do 
zmi� kczania tkanin. W ten sposób w
a� ci-
wo� ci ochronne wyrobu zwi� kszaj�  si�  po 
ka� dej kolejnej operacji prania i p
ukania. 

Struktura i charakter takich substancji 
s�  ró� ne. W patencie firmy BASF [7] zale-
cane s�  amidy kwasu cynamonowego 
o charakterze zasadowym lub kationowym 
(Rysunek 4.) 
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NH(C2H4NH)3
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OCH3
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OCH3H3CO

CH3

C3H7

CH3

C3H7

+ +
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AB 2  
 

Rysunek 4. Przyk
ady absorberów UV pochodnych kwasu cynamonowego wykazuj� cych powinowac-
two do w
ókien celulozowych. 
 
. 

Jak wiadomo substancje tego typu 
wykazuj�  wi� ksze powinowactwo do ujem-
nie na
adowanego w
ókna celulozowego ni�  
typowe, anionowe barwniki bezpo� rednie  

W Tabeli 2. zamieszczono w
a� ciwo� ci 
aplikacyjne absorberów o budowie podanej 
na Rysunku 4., dodawanych w ilo� ci 
400 ppm podczas prania tkaniny bawe
nia-
nej (60oC, 30 minut) za pomoc�  klasycznego 
handlowego detergentu (Persil® Megaperls 

Color) u� ytego w ilo� ci 4500 ppm w stosun-
ku do k� pieli pior� cej. Drugi sposób stoso-
wania absorberów polega
 na praniu próbek 
tkaniny za pomoc�  wymienionego wy� ej 
detergentu w temperaturze 40oC, po czym 
potraktowaniu ich k� piel�  zawieraj� c�  
1000 ppm handlowego p
ynu zmi� kczaj� ce-
go (Lenor®Ultra), do którego dodano 
100 ppm absorbera. 

 

Tabela 2. W
a� ciwo� ci próbek tkaniny bawe
nianej po aplikacji absorberów AB1 i AB2 [7]. 
UPF 

Nr absorbera 
Po jednym cy-
klu prania 

Po trzech cy-
klach prania 

Po pi � ciu cy-
klach prania  

Pranie 

bez absorbera 4,60 - - 

AB1 11,30 - - 

AB2 11,70 - - 

P
ukanie 

bez absorbera 4,81 5,09 5,05 

AB1 12,48 18,50 23,85 

AB2 10,93 20,17 31,92 
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Zamieszczone rezultaty potwierdzaj�  
wspomniane wcze� niej obserwacje, � e ty-
powe procesy prania i p
ukania nieznacznie 
zwi� kszaj�  warto��  wspó
czynnika UPF. 
Dodatek absorbera UV zwi� ksza warto��  
tego wspó
czynnika w znacznie wi� kszym 
stopniu, przy czym widoczne jest, � e w
a-
� ciwo� ci ochronne tkaniny wyra� nie ulegaj�  
zwi� kszeniu po kolejnych operacjach p
uka-
nia, podczas których zastosowano p
yn 
zmi� kczaj� cy zawieraj� cy dodatek absorbe-
ra. 

Podobne rezultaty wed
ug opisu pa-
tentowego firmy BASF [8] uzyskano przez 
dodatek do p
ynu zmi� kczaj� cego pochod-
nych 2-hydroksyfenylobenzotriazolu, którym  
- tak jak opisanym wy� ej amidom kwasu 
cynamonowego - nadano charakter zasa-
dowy lub kationowy. Dodatek do p
ynu 
zmi� kczaj� cego 2,4% absorbera UV o wzo-
rze przedstawionym na Rysunku 5. spowo-
dowa
 wzrost wspó
czynnika ochrony tkaniny 
bawe
nianej z warto� ci UPF=3,0 do 
UPF=12-13 po jednym cyklu pranie-p
ukanie 
i UPF=25-29 po trzech takich cyklach. 

HO

N

N

NH
N

Br

+

_O

 
Rysunek 5. Przyk
ad absorbera UV o charakterze 

kationowym pochodnego  
2-hydroksyfenylobenzotriazolu [8] 

 

Wed
ug cytowanego opisu absorbery 
tego typu mog�  by�  tak� e stosowane do 
wyrobów z innych typów w
ókien (jedwab-
nych, we
nianych, akrylowych, poliamido-
wych i poliestrowych) oraz ich mieszanek, 
przy czym zwi� kszeniu w
a� ciwo� ci ochron-
nych wyrobów kolorowych towarzyszy 
zwi� kszenie odporno� ci wybarwie�  na dzia-

anie � wiat
a. 

S� dz� c po ilo� ci opisów patentowych 
absorbery UV do takiego typu zastosowa�  
ciesz�  si�  coraz wi� kszym zainteresowa-
niem. Wykorzystywane jest przy tym zjawi-
sko synergizmu powoduj� ce, � e mieszanina 
dwóch ró� nych absorberów wykazuje lepsze 
w
a� ciwo� ci ni�  stosowanie ka� dego z nich 
oddzielnie. Na przyk
ad mieszanina 20% 
absorbera Uvinul® BMBM i 80% absorbera 
Uvinul® N-539 T (Rysunek 6.) zastosowana 
jako dodatek do p
ynu do zmi� kczania dzia-
niny bawe
nianej powodowa
a zwi� kszenie 
wspó
czynnika ochrony tej dzianiny 
z UPF=4.50 do UPF=30,9 podczas gdy sam 
absorber Uvinul® N-539 T (u� yty w propor-
cjonalnie wi� kszej ilo� ci) powodowa
 zwi� k-
szenie wspó
czynnika ochrony do warto� ci 
UPF=21,1 [9]. Stosowanie mieszaniny ab-
sorberów charakteryzuj� cych si�  maksimami 
absorpcji odpowiednio w zakresach UV-B 
i UV-A pozwala dodatkowo poszerzy�  za-
kres ich dzia
ania ochronnego do przedzia
u 
280-450 nm. 

 

 

 

OCH3

Uvinul N-539 T

COOC

CN

O

C4H9

CH2

O

Uvinul BMBM
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Rysunek 6. Przyk
ad absorberów UV wykazuj� cych dzia
anie synergistyczne [9]. 
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Przy wykorzystywaniu opisanego zja-
wiska skomponowany zosta
 sk
ad absorbe-
rów Tinogard® i Cibafast®, które wed
ug 
materia
ów informacyjnych firmy Ciba zawie-
raj�  pochodn�  2-hydroksybenzofenonu po-
siadaj� c�  maksimum absorpcji w zakresie 
UV-B, pochodn�  2-hydroksybenzotriazolu 
wykazuj� c�  zwi� kszon�  absorpcj�  w zakre-
sie UV-A, a tak� e odpowiednio dobrany 
antyutleniacz i zmiatacz wolnych rodników. 
Kompozycje tego typu zalecane s�  do ró� -
nych zastosowa� , na przyk
ad do kosmety-
ków stosowanych podczas opalania. Absor-
bery Tinosorb®FD i Tinosorb®FR opracowa-
ne zosta
y jako dodatki do � rodków pior� -
cych b� d�  p
ynów do zmi� kczania tkanin.  

Wa� n�  grup�  absorberów promienio-
wania UV stosowanych w procesach wy-
ko� czalniczych wyrobów z w
ókien celulo-
zowych stanowi�  produkty zawieraj� ce 
ugrupowania reaktywne, umo� liwiaj� ce ko-
walencyjne zwi� zanie si�  absorbera z w
ók-

nem. Obecno��  od dwóch do czterech uk
a-
dów reaktywnych w cz� steczce absorbera 
zapewnia wysoki stopie�  zwi� zania z gru-
pami hydroksylowymi celulozy, analogicznie 
jak to ma miejsce w przypadku barwienia 
tych w
ókien za pomoc�  barwników reak-
tywnych. Stosuj� c uk
ady reaktywne ró� ne-
go typu, mo� na otrzyma�  produkty zdolne 
do reakcji z w
óknem w szerokim przedziale 
temperatur, jak to jest przedstawione na 
Rysunku 7. Absorbery tego typu mog�  by�  
stosowane samodzielnie b� d�  
� cznie 
z barwnikami reaktywnymi podczas proce-
sów farbiarskich. Chemiczne zwi� zanie ab-
sorbera z w
óknem pozwala zapewni�  za-
chowanie w
a� ciwo� ci barierowych wyrobu 
pomimo operacji wielokrotnego prania. Po-
dobnie jak w przypadku barwników reaktyw-
nych wskazane jest okre� lenie odporno� ci 
u� ytkowych takich absorberów na dzia
anie 
� wiat
a i czynników mokrych. 

 
 

 

 
 

Rysunek 7. Mechanizm reakcji reaktywnych absorberów UV z w
óknem celulozowym. 
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W trakcie wieloletnich prac badawczych 

prac badawczych prowadzonych w Instytu-
cie Technologii Polimerów i Barwników Poli-
techniki 	ódzkiej opracowano szereg reak-
tywnych absorberów UV pochodnych syme-
trycznej 1,3,5-triazyny. Prace te kontynu-
owane s�  nadal, cz�� ciowo w ramach pro-
jektu badawczego realizowanego w Instytu-
cie W
ókiennictwa w 	odzi (Projekt Kluczo-

wy POIG.01.03.01-00-006/08 „Barierowe 
materia
y nowej generacji, chroni � ce 
cz
owieka przed szkodliwym dzia
aniem 
� rodowiska” ). W ostatnim okresie zosta
a 
opracowana i zg
oszona do opatentowania 
grupa reaktywnych absorberów do w
ókien 
celulozowych, o wzorze ogólnym [10]:  
 

 

N N
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Cl

N N
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N N

N
NHNH
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NH NH

SO3H
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Zale� nie od struktury uk
adu reaktywnego 
opracowanych absorberów ich aplikacj�  
mo� na przeprowadzi�  w szerokim zakresie 
temperatur: przy 40oC (absorbery dichloro-
triazynowe, R1 = Cl ), 60oC (gdy reszta R1 
zawiera ugrupowanie winylosulfonylowe), 
oraz w 80°C (absorbery monochlorotriazy-
nowe). Na Rysunku 8. przedstawione s�  
rezultaty modyfikacji wyrobów zawieraj� cych 

w
ókna celulozowe za pomoc�  absorbera 
dichlorotriazynowego A8 oraz wielofunkcyj-
nego absorbera A8G zawieraj� cego dwa 
ugrupowania monochlorotriazynowe i dwa 
winylosulfonylowe. Aplikacj�  prowadzono 
odpowiednio w temperaturach 40oC i 60oC, 
stosuj� c st�� enie absorberów 0,5% 
w stosunku do masy wyrobu.

.  
 
 
 UPF 
 

 
 

 
Rysunek 8. Wp
yw zastosowanych reaktywnych absorberów UV na w
a� ciwo� ci barierowe dzianin 

zawieraj� cych w
ókna celulozowe 
 
Absorbery zosta
y wykorzystane przy projek-
towaniu odzie� y dla osób pracuj� cych 
w otoczeniu nara� onym na cz� st�  ekspozy-
cj�  na naturalne b� d�  sztucznie wytworzone 
promieniowanie ultrafioletowe. Sprawdzono 

tak� e przydatno��  otrzymanych reaktyw-
nych absorberów UV jako dodatku do k� pieli 
pior� cych. Na Rysunku 9. przedstawiono 
efekty uzyskane podczas prania w tempera-
turze 400C dzianiny bawe
nianej za pomoc�  
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standardowej k� pieli pior� cej zawieraj� cej 
dodatek absorbera w ilo� ciach 0,2-0,4% 

w stosunku do wagi wyrobu. 
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Rysunek 9. W
a� ciwo� ci ochronne dzianiny bawe
nianej pranej bez dodatku lub z dodatkiem reaktyw-
nych absorberów UV. 

 
Widoczne jest, � e ju�  jednokrotne potrakto-
wanie dzianiny zmodyfikowan�  k� piel�  bar-
wi� c� , zapewnia doskona
e w
a� ciwo� ci 
ochronne wyrobu. Uzyskany efekt jest trwa-


y, o czym � wiadcz�  przedstawione na Ry-
sunku 10. wyniki prania zmodyfikowanych 
próbek dzianiny w zwyk
ej k� pieli pior� cej. 

 
             UPF 

 
 

Rysunek 10. W
a� ciwo� ci ochronne zmodyfikowanej dzianiny bawe
nianej pranej za pomoc�  standar-
dowej k� pieli pior� cej.
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Poza wspominanym wy� ej zastosowa-

niem absorberów UV przy produkcji odzie� y 
dla osób nara� onych na cz� st�  ekspozycj�  
na promieniowanie ultrafioletowe, substan-
cje tego typu wykorzystywane s�  tak� e do 
zwi� kszenia w
a� ciwo� ci barierowych tkanin 
stosowanych do produkcji zas
on, rolet 
okiennych oraz markiz i ekranów przeciw-
s
onecznych. W tym przypadku, poza omó-
wionymi wy� ej absorberami organicznymi 
stosowane s�  tak� e zwi� zki nieorganiczne. 
Dzia
anie tych substancji, okre� lanych jako 
filtry b� d�  „blokery” fizyczne polega na odbi-
janiu i rozpraszaniu padaj� cego na wyrób 
promieniowania. Do najcz�� ciej wykorzy-
stywanych w praktyce filtrów fizycznych 
nale��  tlenki metali: ditlenek tytanu i tlenek 
cynku, stosowane od dawna w przemy� le 
farb i lakierów jako bia
e pigmenty. Substan-
cje te charakteryzuj�  si�  bardzo dobr�  foto-
stabilno� ci�  i odporno� ci�  na reakcje che-
miczne. Podobnie jak stosowane w przemy-
� le w
ókienniczym pigmenty ditlenek tytanu 
i tlenek cynku wprowadza si�  na okre� lone 
wyroby metodami powlekania b� d�  „barwie-
nia pigmentowego” [11] przy zastosowaniu 
nowoczesnych, pozbawionych rozpuszczal-
ników organicznych, wodorozcie� czalnych 
preparacji zawieraj� cych � ywice akrylowe 
lub alkoksysilanowe. Uzyskiwane efekty 
w du� ym stopniu zale��  od wielko� ci cz� -
stek stosowanych pigmentów które zazwy-
czaj maj�  rozmiary od kilku do kilkudziesi� -
ciu nanometrów.  
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POLON  

Wiadomo, � e w szeregu cia
 nowych, 
� ci� le promieniotwórczych, polon by
 naj-
pierwej odkryty. Du� o usi
owa�  ju�  ponie-
siono, a� eby wydzieli�  to cia
o i scharaktery-
zowa�  je jako pierwiastek chemiczny, ale, 
jakkolwiek otrzymywane produkty posiada
y 
bardzo wysok�  aktywno�� , rezultat osta-
teczny nie zosta
 jeszcze osi� gni� ty. Teorya 
przemian radyoaktywnych przewiduje, � e 
w minera
ach promieniotwórczych zawarta 
ilo��  polonu musi by�  bardzo nieznaczna. 
Wed
ug tej teoryi polon jest pochodn�  radu 
i stosunek wzajemny ilo� ci tych cia
 do sie-
bie w stanie równowagi radyoaktywnej jest 
równy stosunkowi pomi� dzy � rednimi cza-
sami trwania ich � ycia. Poniewa�  czas 
� redni � ycia radu jest oko
o 5300 razy 
d
u� szy od � ycia polonu, a rad jest zawar-
ty w smó
ce uranowej w ilo� ci mniej wi� -
cej 0,2 g na tonn� , minera
 ten zatem nie 
mo� e zawiera�  w tonnie wi� cej ni�  0,04 
mg polonu. Wiele zagadnie�  nadzwyczaj 
wa� nych w dziedzinie promieniotwórczo� ci 
wi�� e si�  z wydzieleniem polonu w stanie 
czystym. Cia
o to jest pierwiastkiem nie-
trwa
ym, przedstawiaj� cym ostatni wyraz 
promieniotwórczy w szeregu pochodnych 
radu, mo� na wi� c oczekiwa�  � e, wycho-
dz� c z polonu, b� dziemy mogli wykaza�  
tworzeniu si�  pierwiastku nieczynnego. 
Oprócz tego, poniewa�  polon wysy
a pro-
mienie 	 , powinien, wi� c by�  
 ród
em po-
wstawania helu; ale tworzenie si�  helu 
z polonu dotychczas niemog
o by�  zauwa-
� one, i wa� n�  rzecz�  by
oby stwierdzi� , czy 

tutaj rzeczywi� cie zachodzi fakt niezgodny 
z teory� . � wie� o podj� li� my robot�  che-
miczn� , maj� c�  na celu przygotowanie pre-
paratu polonowego w stanie bardzo wiel-
kiego st�� enia. U� yli� my do tego kilka 
tonu pozosta
o� ci po wydobyciu uranu, 
któremi mieli� my mo� no��  rozporz� dza� . 
Masa mineralna by
a traktowana gor� cym, 
do��  st�� onym roztworem chlorowodoru, 
czego nast� pstwem by
o rozpuszczenie 
prawie ca
kowitej zawarto� ci polonu. Roz-
twór, niezawierajacy w sobie radu, by
 
w fabryce poddany post� powaniu, prowa-
dz� cemu do wydzielania cia
a czynnego. 
Post� powanie to, przeprowadzone pod 
naszym kierunkiem, i którego opis znaj-
dzie si�  w innej, obszerniejszej rozprawie, 
dostarczy
o oko
o 200 g substancyi 
z promieniotwórczo� ci� , przewy� szaj� c�  
3500 razy aktywno��  uranu. Substancya 
ta zawiera
a przewa� nie mied
 , bizmut, 
uran, o
ów, arsen; aktywno��  swoj�  za-
wdzi� cza
a polonowi. Usi
owali� my oczy-
� ci�  t�  substancy�  przez post� powanie, 
wykonane ju�  w pracowni. 

W tym celu roztwór w kwasie chloro-
wodorowym zosta
 str� cony amoniakiem, 
a� eby uwolni�  mieszanin�  od miedzi. 
Osad wodorotlenków by
 gotowany z roz-
tworem NaHO w celu rozpuszczenia o
owiu. 
Pozosta
o��  wytrawiano gor� cym roztwo-
rem w� glanu amonowego dla rozpusz-
czenia uranu. Wszystkie te czynno� ci po-
wtarzano kilkakrotnie. Otrzymane w ko� cu 
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w� glany nierozpuszczalne w wodzie roz-
puszczono w kwasie solnym, a roztwór 
traktowano chlorkiem cynawym. Ca
o��  
tego post� powania okaza
a si�  bardzo 
skuteczn� , gdy�  aktywno��  pierwotn�  od-
nale� li� my w osadzie ostatecznym w ilo� ci 
wystarczaj� co zupe
nej, o czem upewnili-
� my si�  za pomoc�  odpowiednich ozna-
cze� . 

Osad, wa�� cy oko
o 1 g, rozpusz-
czono na nowo w kw. solnym, a roztwór 
str� cono za pomoc�  siarkowodoru; otrzy-
man�  mieszanin�  siarczków przemywano 
siarczkiem sodu; pozosta
o��  rozpuszczono 
ponownie i znowu traktowano chlorkiem 
cynawym; otrzymano osad, wa�� cy kilka 
miligramów. Rozbiór widmowy, dokonany 
z tym osadem, wykaza
 w nim obecno��  
ró� nych pierwiastków: rt� ci, srebra, cyny, 
z
ota, palladu, rodu, platyny, o
owiu, cyn-
ku, baru, wapnia, glinu. � ród
em niektó-
rych z nich musia
 by�  materya
 naczy�  
u� ytych. Probuj� c oczy� ci�  matery�  ak-
tywn� , spotkali� my si�  z wielkiemi trud-
no� ciami i przekonali� my si� , � e jest 
rzecz�  bardzo trudn�  otrzyma�  substan-
cy�  mniej z
o� on�  bez straty. Podobnie� , 
usi
uj� c oddali�  o
ów za pomoc�  alkaliów, 
stwierdzili� my, � e polon w znacznej cz� -
� ci przechodzi tak� e do roztworu, gdy tej-
� e metody oddzielania mo� na u� ywa�  bez 
niebezpiecze� stwa W obecno� ci cia
 nie-
rozpuszczalnych w tych warunkach. 
Z roztworu alkalicznego polon mo� na 
wydzieli�  tylko za pomoc�  siarczku pota-
sowca. Reakcyami, które nigdy nie za-
wodz� , okaza
y si�  jedynie: str� canie 
w postaci siarczku czy to i roztworu 
kwa� nego czy te�  zasadowego i str� ca-
nie za pomoc�  chlorku cynawego. Pozna-
li� my tak� e, � e polon osadza si�  bardzo 

atwo przez elektroliz�  i � e sposób ten 
mo� e by�  u� yty w celu wydzielenia ilo-
� ciowego polonu z roztworu kwa� nego. 
Lecz jednocze� nie osadzaj�  si�  te�  
i metale takie, jak z
oto, platyna, rt��  

i t. d. Po licznych próbach aktywno��  
pierwotna zosta
a skoncentrowana na 
dwu mniej wi� cej miligramach substan-
cyi. 
 Aktywno��  by
a mierzona za po-
moc�  metody elektrycznej. W tym celu 
bardzo ma
a lecz znana cz���  roztworu 
by
a odparowana na blaszce szklanej; 
oznaczano w warto� ci absolutnej pr� d 
nasycenia, otrzymany z t�  blaszk�  w od-
powiednim przyrz� dzie mierniczym. Zna-
j� c warto��  
adunku jednego jonu gazo-
wego (4,7.10~10 jednostki E. S.) i liczb�  
jonów, wytworzonych przez cz� stk�  
	  polonu w ci� gu ca
kowitego jej prze-
biegu (oko
o 1,6.106), mo� emy obliczy�  
ilo��  cz� stek 	  wysy
anych w ci� gu se-
kundy. Znaj� c oprócz tego szybko��  roz-
padania si�  polonu (zmniejszenie do po-

owy po dniach 140), oraz liczb�  cz� ste-
czek, zawart�  w gramocz� steczce (oko
o 
6.1023), mo� na obliczy�  ilo��  polonu, które-
go ci�� ar atomowy przyjmujemy za bliski 
200. Mo� na tak� e obliczy�  obj� to��  
helu, tworz� c�  si�  w danym czasie, 
przyjmuj� c, � e ka� da cz� stka 	  jest jed-
nym atomem helu. 

Znale� li� my takim sposobem, � e 
otrzymana ilo��  polonu wynosi
a oko
o 
0,1 mg, to jest tyle, ile, wed
ug teoryi, 
znajdowa�  si�  powinno w dwu mniej 
wi� cej tonnach drobnego uranu smoliste-
go. Nasz preparat promieniotwórczy nie 
móg
 tedy zawiera�  w sobie kilka odsetek 
polonu czystego, tak, � e rozbiór widmowy 
móg
 by�  z nim przedsi� wzi� ty z pewnemi 
widokami powodzenia. Otrzymali� my 
i odfotografowali kilka widm iskrowych; 
niestety, ka� de takie do� wiadczenie po-
ci� ga za sob�  do��  znaczn�  strat�  sub-
stancyi.Widma maj�  wygl� d skomplikowa-
ny - widoczna jest w nich obecno��  wielu 
pierwiastków: z
ota, platyny, rt� ci, palla-
du, rodu, irydu. W niektórych stwierdzono 
metale z gromady wapniowców, dochodz� -
ce zapewne z materya
u naczy�  i daj� ce 
si�  usun��  przez elektroliz� . Po uwa� -
nem rozpatrzeniu rozmaitych widm i naj-
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� ci� lejszej jak mo� na identyflkacyi linii, 
których d
ugo��  fali jest znana (z ta-
blic Exnera i Hascheka, oraz Wattsa), 
a tak� e na zasadzie porównania z widma-
mi, otrzymanemi w tym samym spektrogra-
fie, znale� li� my kilka linii, które z pewnem 
prawdopodobie� stwem mog�  by�  przypi-
sane polonowi. D
ugo� ci fal tych linii s�  
nast� puj� ce: s
abej - 4642,0; do��  mocnej 
- 4170,5; s
abej - 3913,6; bardzo s
abej - 
3652,2. Inne linie s�  w� pliwe, a miano-
wicie: � rednia, by�  mo� e przypadkowa 
(parasite) - 4651,5; � rednia, mo� e iden-
tyczna z lini�  3961,7 glinow�  - 3961,5; 
s
aba, mo� e identyczna z 3668,6 platyno-
w�  - 3668, 
 cis
o��  pomiarów by
a do��  
dobra: b
� d nie przewy� sza zapewne 0,3 
jednostki Angstroema. W identyfikacji 
linii opierali� my si�  nietylko na d
ugo� ci 
fali ale i na wzgl� dnem nat�� eniu. 

Zamierzamy zbada�  widmo ponow-
nie, kiedy polon ulegnie ju�  rozpadowi, co 
pozwoli nam powzi��  mniemanie osta-
teczne o przynale� no� ci wy� ej wymienio-
nych linii. Mamy te�  nadziej� , � e wtedy 
uka� e si�  widmo pierwiastku, powsta
ego 
z polonu. Wed
ug teoryi, pierwiastkiem 
tym móg
by by�  o
ów; o
ów nie jest ca
ko-
wicie nieobecny w naszym preparacie, ale 
widmo jest w nim bardzo s
abe. 

Stwierdzili� my, � e otrzymana przez 
nas substancya aktywna nie daje pocz� tku 
promieniotwórczo� ci indukowanej, ani daj� -
cej si�  oceni�  emisyi promieni przenikliwych. 
Zauwa� yli� my nadzwyczaj minimalne wy-
dzielanie emanacyi radowej.Cz���  roztworu 
zosta
a zu� yta na poszukiwania nad wy-
dzielanemi gazami. Roztwór ten by
 
umieszczony w rurce kwarcowej, 
a z ni�  razem w przyrz� dzie, który 
mo� na by
o ca
kowicie opró� ni�  
z powietrza.Roztwór wydziela du� o ga-
zu; 
atwo zauwa� y�  w nim nieprzerwane 
wytwarzanie si�  p� cherzyków gazowych, 
dowodz� cych rozk
adu wody; rozk
ad ten 
przypisa�  nale� y dzia
aniu promieni 

	  polonowych. Wytworzone gazy s�  pra-
wie ca
kowicie poch
aniane przez pota�  
gryz� cy i bezwodnik fosforowy po prze-
prowadzeniu przez warstw�  roz� arzonej 
miedzi i tlenku miedziowego. Drobna po-
zosta
o��  gazowa zosta
a zebrana i zba-
dana (przez p. Debiernea) z u� yciem me-
tody, u� ywanej do badania gazów wydzie-
lanych przez rad i aktyn. Pozosta
o��  ta 
by
a helem, o ile si�  zdaje, czystym, 
którego widmo ca
kowite by
o rozpatrzone 
i obj� to��  zmierzona. Obj� to�� , po 100 
dniach zbierania si�  gazu, wynosi
a 1,3 
mm3 pod ci� nieniem atmosferycznem, 
by
a wi� c bardzo bliska przewidywanej 
przez teory�  i obliczonej na 1,6 mm3. 
A zatem fakt wytwarzania helu z polonu 
w granicach przewidywanej ilo� ci zosta
 
ustalony. Mamy zamiar naj� ci� lej jak 
mo� na oznaczy�  t�  obj� to��  w zwi� zku 
z liczeniem wysy
anych cz� stek 	 , tak, 
a� eby mo� na by
o otrzyma�  liczb�  mole-
ku
, zawart�  w gramocz� steczce. Ta me-
toda bezpo� rednia wydaje si�  szczególnie 
odpowiedni�  w razie u� ycia roztworu po-
lonu, gdy�  cz� stki 	  w tym przypadku 
mog�  by�  bardzo kompletnie przez ciecz 
poch
aniane. Podczas tych do� wiadcze�  
zauwa� yli� my pewne ciekawe dzia
anie 
promieni. Otó� , kiedy preparat polonowy 
by
 przechowywany w stanie suchym w 
naczy� kach kwarcowych, na � ciankach 
tych naczy�  okaza
y si�  liczne sp� kania 
w s� siedztwie samej substancyi. Przy-
czyny tych szczelinek szuka�  nale� y 
w wy
adowaniach elektrycznych. W s� -
siedztwie preparatu zauwa� y�  mo� na obfi-
te wytwarzanie si�  ozonu. 

Komunikat p. Curie i p. Debiernea, przed-
stawiony na posiedzeniu Akademii nauk � ci-
s
ych w Pary� u 14 lutego r. b. przez 
p. Lippmanna. 

 Teksty z Chemika Polskiego wybra
, 
z zachowaniem oryginalnej pisowni 

W
odzimierz Dominikowski 
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43. KONFERENCJA CZESKICH KOLORYSTÓW – TEXCHEM 

Zenon Grabarczyk 

Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów 

 

W dniach 20–21 pa� dziernika 2011 r. 

w hotelu Labe w Pardubicach odby
a si�  

43. Krajowa Konferencja Czeskich Chemi-

ków Kolorystów TEXCHEM 2011, zorgani-

zowana przez Stowarzyszenie Czeskich 

Chemików Kolorystów (STCHK) przy wspó
-

pracy z Uniwersytetem w Pardubicach, 

INOTEXEM spol. s r.o. i SYNTHESI�  a.s. 

Konferencja rozpocz� 
a si�  w czwartek od 

powitania uczestników przez prezesa 

STCHK dr. Jana Marka.  

 

 
Fot.1. Prezes STCHK Jan Marek prezentuje                 
         � wiatowe trendy rozwojowe eksponowane              
         na wystawie ITMA 2011. 
 

Nast� pnym punktem konferencji by
a 

prezentacja programu wspó
pracy regionów 

Královéhradseckého i Jeleniogórsko-Wa
-

brzyskiego – projekt CZEPLINN (CZ-PL). 

Projekt ten, finansowany przez Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego, dotyczy
  

innowacyjnej produkcji przemys
owej, 

a tak� e wspó
pracy naukowej i kulturalnej.  

 

 
Fot.2. Gest uznania Prezesa STCHK dla autorki 
          nagrodzonej pracy studenckiej w 2011 r. 

 

 
Fot. 3. Pani Lenka Martinkova podczas wyg
a-
szania referatu. 

 

Pierwszego dnia spotkania zaprezen-

towano nast� puj� ce referaty: 

1. � TPT (Czeska Technologiczna Plat-

forma dla Tekstyliów) – strategia 

rozwoju sektora TOP na bazie inno-

wacji , Beran M. (� TPT, Liberec), 
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1. Wyniki dzia
a �  klastra CLUTEX 

w latach 2008–2011 i plany dzia
a �  na 

przysz
o �� , Fou� owá L. (Clutex Libe-

rec, CZ), 

3. INCOTEX – The New Art of Textiling 

– projekt wsparcia indywidualnej 

pro-dukcji w
ókienniczej (Czechy –

Saksonia) , Kova� i�  V. (TU Liberec, 

CZ), Gebhardt R. (STFI Chemnitz), 

4. INCOTEX – kolorystyczna baza da-

nych – promowanie jako � ci i 
atwego 

ustalania kolorów , Marek J., Šrámek 

J. (INOTEX, Dw� r Králové n. L., CZ), 

Prášil M. (TU Liberec), 

5. Zmiany barwy antycyjanianów  (praca 

studencka nagrodzona w 2011 r.),  

K�i�ová H. (TU Liberec). 

 

Tradycyjnie nie oby
o si�  bez uroczystej 

kolacji kole� e� skiej pierwszego wieczoru, na 

której uczestnicy dyskutowali o aktualnych 

problemach, konsumowali specjalno� ci 

kuchni hotelu Laba i delektowali si�  czeskim 

winem.  

W pi	 tek 21 pa
 dziernika wyst	 pienia 

dotyczy
y nowo� ci prezentowanych na wy-

stawie ITMA 2011. Na ten temat wyg
oszono 

nast� puj	 ce referaty: 

1. ITMA 2011 Nowo � ci i trendy rozwo-

jowe , Marek J. (INOTEX, Dw� r Králové 

n. L., CZ), 

2. ITMA 2011 Kierunki rozwojowe 

w drukarstwie w
ókienniczym , Prášil 

M. (TU Liberec). 

 

     Autorzy bardzo szczegó
owo zaprezen-

towali najnowsze nowo� ci i � wiatowe 

tendencje rozwojowe w zakresie kon-

strukcji maszyn w
ókienniczych.  

 

W dalszej cz�� ci konferencji wyg
oszono 

nast� puj	 ce referaty: 

 

1. TECHTEXTIL – AVANTEX 2011 – No-

wo� ci i � wiatowe tendencje rozwo-

jowe w technicznych i funkcjonal-

nych tekstyliach , Martinková L. (INO-

TEX, Dw� r Králové n. L., CZ), 

2. COTTON BLEACH – Perspektywy 

technologii bielenia w
ókien celulo-

zowych z wykorzystaniem biotech-

nologii – informacje o projekcie FP -

 7 EU, Halkovova L. (ATOK Praha), 

Guebitz G. (TU Gratz), Marek J. (INO-

TEX, Dw� r Králové n. L., CZ), 

3. Nowy efektywny system obróbki 

ko � cowej wybarwie �  uzyskanych 

czerniami reaktywnymi na wyrobach 

celulozowych w oparciu o produkty 

INOTEXU, Dvorský D., Marek J., Šrá-

mek J. (INOTEX, Dw� r Králové n. L., 

CZ), 

4. Biodegradowalne samosekwes-

truj � ce � rodki powierzchniowo 

czynne , Burgert L., Novák J., Bayerová 

P., � erný M., Hrdina R., Hybnerová A., 

�ate � ková M., Kunstová J.,Kryštofíková 

L. (Univerzita Pardubice, Fakulta 

chemicko-technologická, 

DETA,Benátky nad Jizerou), 
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5. Nanow
ókna – stan bada �  i rozwój , 

Wiener J. (TU Liberec), 

6. Wp
yw pH, temperatury i � rodków 

powierzchniowoczynnych na reduk-

cj �  barwników kadziowych podczas 

barwienia w
ókien celulozowych , 

� erný M., Blechová Z., Burgert L. 

(Univerzita Pardubice, Fakulta 

chemicko-technologická), 

7. Ro� linny skwalen – wykorzystanie 

produktów ubocznych z produkcji 

� ywno � ci (szar
at) do produkcji 

nowych funkcjonalnych tkanin 

o zwi � kszonym komforcie 

u� ytkowym , Martinková L., Marek J., 

Jani� kova M. (INOTEX, Dw� r Králové 

n. L., CZ). 

 

Po ostatnim bardzo ciekawym 

wyst	 pieniu Lenki Martinkovej prezesowi 

Janowi Markowi pozosta
o ju�  tylko 

posumowa�  konferencje, z
o� y�  

podzi� kowania organizatorom i � yczy�  

uczestnikom dobrej drogi do domu i 

spotkania za rok na 44. Konferencji 

Czeskich Kolorystów. 

 Z przedstawionych referatów 

najciekawsze to „Optymalizacja barwienia 

czerniami reaktywnymi ”. Zastosowanie 

enzymatycznego prania po barwieniu 

� rodkami INOTEXU TEXAPALEM PR i 

TEXAZYMEM RBO pozwoli
o skróci�  czas 

obróbki o 35% i zmniejszy�  zu� ycie wody i 

energii o 30% oraz obni� y�  temperatur�  

prania. 

Referat omawiaj	 cy wykorzystanie ro� linne-

go skwalenu z ro� liny o nazwie „amarantus” 

(polska nazwa „szar
at”), zamkni� tego 

w mikrokapsu
kach, i aplikowanie go na 

w
ókno (kosmetotekstylia) równie�  nale� y 

zaliczy�  do interesuj	 cych.  

Skwalen  – w� glowodór wielonienasycony, 

triterpen (sk
ada si�  z sze� ciu jednostek 

izoprenowych – ka� da po pi��  atomów 

w� gla, wszystkie w konfiguracji E); jest 

zaliczany do lipidów (nie jest jednak 

t
uszczem). Jest sk
adnikiem p
aszcza 

lipidowego skóry ludzkiej (
ac. sebum) oraz 

t
uszczu w� troby rekina. Ma w
a� ciwo� ci 

antybakteryjne i przeciwgrzybiczne.  

Na temat amarantusa zacytuj�  

fragmenty opinii prof. dr. hab. Franciszka 


 widerskiego, Kierownika Katedry � ywno� ci 

Funkcjonalnej i Towaroznawstwa Wydzia
u 

Nauk o � ywieniu Cz
owieka i Konsumpcji 

Szko
y G
ównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie. 

Olej amarantusowy jako suplement diety 

i bioaktywny sk
adnik � ywno � ci  

 „Ziarno amarantusa (Amarantus cruentus) 

charakteryzuje si�  wysok�  warto� ci�  od� yw-

cz�  i oddzia
ywaniem prozdrowotnym. Za-

wiera tylko 7–7,7% t
uszczu – lipidów, ale 

sk
ad tego t
uszczu jest niezwykle cenny, 

gdy�  oprócz nienasyconych kwasów t
usz-

czowych, t
uszcz nasion amarantusa zawie-

ra witamin�  E w postaci tokoferoli oraz toko-

trienoli – niewyst� puj� cych w innych pospo-

litych olejach, fitosterole oraz unikalny 

sk
adnik, jakim jest skwalen. Tokoferole i 
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tokotrienole s�  naturalnymi przeciwutlenia-

czami („wygaszaczami” wolnych rodników) 

wzmacniaj� cymi funkcje uk
adu immunolo-

gicznego i odporno��  ca
ego organizmu. 

U
atwiaj�  zaopatrywanie komórek w tlen, 

lecz�  choroby skóry i hamuj�  procesy sta-

rzenia.     

 Jednak najbardziej unikalnym, 

o wysokiej aktywno� ci biologicznej sk
adn 

kiem oleju jest skwalen.  

Powszechnie uwa� a si� , � e oliwa z oliwek 

„dziewicza” (extra virgine) jako jeden z wa� -

nych sk
adników, tzw. diety � ródziemnomor-

skiej wywiera prozdrowotny wp
yw na orga-

nizm ludzki. W rzeczywisto� ci  dzia
anie 

prozdrowotne oliwy z oliwek polega nie na 

jako� ci samego t
uszczu, ale na substan-

cjach towarzysz� cych, które w tym oleju s�  

rozpuszczone. Do takich substancji nale� y 

m.in. skwalen wyst� puj� cy w oleju z oliwek 

na poziomie 0,5–0,6%. W oleju z nasion 

amarantusa skwalen wyst� puje na poziomie 

6,1–6,3% czyli ponad 10-krotnie wi� kszym 

ni�  w oliwie extra virgine.  

Oddzia
ywanie skwalenu na organizm 

ludzki jest od lat przedmiotem intensywnych 

bada� . Skwalen jest jednym z najsilniej-

szych antyoksydantów, neutralizuj� cych 

wolne rodniki, pojawiaj� ce si�  w komórce 

w wyniku procesów metabolicznych, stresu 

oraz radiacji.  

W organizmie ludzkim skwalen jest po-

� rednim metabolitem w syntezie cholestero-

lu. Odgrywa znaczna rol�  w biosyntezie 

steroidów i estrogenów. Jest prekursorem 

syntezy DHEA (dehydroepiandrosterony), 

substancji, która hamuje procesy starzenia 

si�  organizmu ludzkiego.  

Skwalen wzmacnia odporno��  immuno-

logiczn�  organizmu, a tak� e pe
ni rol�  „od-

trutki” – usuwa z organizmu wszelkiego ro-

dzaju niepolarne ksenobiotyki, np. pestycy-

dy. Skwalen jest obecny w b
onie komórko-

wej ka� dej komórki cia
a, a najbardziej 

skoncentrowany jest w skórze ludzkiej, 

w której dodatkowo tworzy pozakomórkow�  

warstw�  ochronn� , stanowi� c�  12–18% 

sk
adu lipidów skóry cz
owieka. Poprawia 

oddychanie skóry, chroni przed utrat�  wody, 

przyspiesza przenikanie substancji piel� -

gnacyjnych przez rogow�  warstw�  naskór-

ka. Bardzo silnie absorbuje promieniowanie 

ultrafioletowe, przez co chroni w
ókna kola-

genowe skóry przed niszcz� cym dzia
aniem 

tego promieniowania. Z tych w
a� nie powo-

dów skwalen jest bardzo wa� nym sk
adni-

kiem kosmetyków.  

Dotychczas � ród
em skwalenu by
 olej 

z rekinów g
� binowych pozyskiwany g
ównie 

przez firmy japo� skie wbrew narastaj� cym 

protestom zielonych”. 

  

Amarantus                 ziarna amarantusa 
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Jak wida�  z konferencji Kolorystów 

mo� na wynie��  wiedz�  nie tylko o barwie-

niu.  

Konferencj�  Czeskich Kolorystów 

i Seminarium Polskich Kolorystów dzieli
 

tylko tydzie� , trudno wi� c nie pokusi�  si�  

o porównanie obu imprez. Nasi Czescy ko-

ledzy organizuj	  swoj	  konferencj�  dok
ad-

nie w 24 godziny; zaczynaj	  o 13.00 

w czwartek, a ko� cz	  o 13.00 w pi	 tek. My 

mamy do dyspozycji prawie 48 godzin. 

Dzi� ki temu nasze spotkania odbywaj	  si�  

w mniejszym po� piechu. Po wyg
oszeniu 

referatów jest czas na dyskusje nie tylko na 

sali konferencyjnej, ale i w kuluarach. Tema-

tyka referatów jest zdecydowanie bardziej 

ukierunkowana na zastosowanie innowacji 

w przemy� le i jest bli� sza temu, co uwa� amy 

za dziedzin�  pracy chemika kolorysty i wy-

ko� czalnika. 

I jeszcze uwaga ko� cowa albo pierwszy 

g
os w dyskusji. Obie organizacje do same-

go rozpocz� cia spotka�  borykaj	  si�  

z niepewno� ci	 , czy dopisz	  uczestnicy 

i czy ich liczba b� dzie wystarczaj	 ca do 

zorganizowania seminarium. A wi� c mo� e 

pokusi�  si�  o zorganizowanie wspólnego 

seminarium? Wtedy na zorganizowanym 

wspólnie seminarium mog
oby by�  oko
o 

100 zamiast 60 uczestników. 

Kto wie?… 
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